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Nano trifft IuK – Photonen laufen 
Elektronen den Rang ab
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Informationen sind zu einem entscheidenden Pro-
duktionsfaktor geworden. Um diese schnell über-
tragen und verarbeiten zu können, werden immer
leistungsfähigere IT-Systeme und Netze benötigt.
Nanotechnologie leistet dabei schon heute mit
neuen Materialien und hochpräzisen Produk-
tionstechnologien große Beiträge.

Die Übertragungsgeschwindigkeit der Kommuni-
kationsnetze wie auch die Rechengeschwindigkeit
von Prozessoren hat sich in den vergangenen Jah-
ren rasant erhöht. So hat sich seit dem Jahr 2000
die Datenrate moderner Kommunikationsnetze
verdreißigfacht. Netze, die beispielsweise hessi-
sche Unternehmen wie die COLT Telecom GmbH,
die HEAG MediaNet GmbH und die euNetworks
AG für Festverbindungen zwischen Unterneh-
mensfilialen anbieten, erreichen bereits heute
Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro
Sekunde.

Die heimische Telekommunikationsbranche sowie
das Wirtschaftsministerium im Rahmen seiner Initi-
ative „Mehr Breitband für Hessen“ (www.hessen-
it.de/breitband) arbeiten mit Hochdruck an der
Versorgung mit Breitbandtechnologie, denn Hes-
sens Weg in die Wissensgesellschaft darf nicht an
topografischen Hürden scheitern. Auf Langstrecken
werden schon heute große Datenmengen mit
Licht über Glasfasern übertragen. Diese Technik ist
jedoch für kurze Strecken bisher noch nicht wirt-
schaftlich einsetzbar. Daher wird insbesondere für
den ländlichen Raum nach kostengünstigen Alter-
nativen gesucht.

Die in optischen Kommunikationsnetzen einge-
setzten optoelektronische Bauelemente, deren
Materialgrundlage schon seit über zwanzig Jahren
auf nanoskaligen Halbleiterschichten beruht, kön-
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Editorial

nen mit Nanotechnologien weiter verbessert wer-
den. Hessische Forscher arbeiten dazu an neuen
Quanten-Nanostrukturen, der Integration ver-
schiedener Funktionen zur deutlichen Steigerung
der Leistungsfähigkeit (Experten erwarten bereits
für 2012 Übertragungsraten von bis zu 100 Giga -
bit pro Sekunde) sowie an einer deutlichen Redu-
zierung der Kosten.

Wachsende Bedeutung wird hier der noch jungen
NanoImprint-Lithografie zukommen. Im neu ge -
gründeten NanoImprint Konsortium Hessen (siehe
Seite 6) wollen Partner aus Instituten der Univer-
sität Kassel und der Fachhochschule Gießen-Fried-
berg sowie dem Photonik Zentrum Hessen in
Wetzlar die neue Technologie zu einem kommer-
ziellen Nanostrukturierungsverfahren vorantreiben.
Diese für die Zukunft als besonders aussichtsreich
geltende Technologie wird bereits ab Mitte des
Jahres – und das ist bisher einmalig in Europa – für
die Produktion photonischer Bauteile genutzt.

Hessen ist in den beiden Schlüsseltechnologien
Nano und Photonik führend in Deutschland und
Europa. Dieses Potenzial gilt es zügig zu nutzen.
Denn nicht nur in der Halbleiterbranche, sondern
auch in der optoelektronischen Industrie gilt: Man
muss in seinem Geschäft nicht nur sehr gut, son-
dern auch sehr schnell sein, um an der Spitze zu
bleiben.

Ihr
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insbesondere im Bereich der Nanotechnologien,
betonten der Hessische Wirtschaftsminister Dr.
Alois Rhiel, der Nanobeauftragte des Landes Hes-
sen Helmut Hund sowie Prof. Dr. Ubbo Ricklefs,
Koodinator für Nanotechnologie an der FH Gie-
ßen-Friedberg.

www.nanoportal-hessen.de/Nachrichten

Hoffnung für Blinde durch neuartige
Sehprothese

Zwölf Jahre dauerte die Entwicklung, die vom
Bundesforschungsministerium mit insgesamt 17,5
Millionen Euro gefördert wurde: Mit EpiRet3
wurde kürzlich die weltweit erste vollständig in
das Auge implantierbare Sehprothese erfolgreich
bei sechs blinden Patienten eingesetzt. Sie hatten
ihr Augenlicht aufgrund einer degenerativen
Netzhauterkrankung, der Retinis pigmentosa, ver-
loren, an der weltweit rund 3 Millionen Menschen
leiden. Die im Oktober 2007  in Mittelhessen von
mehreren Medizintechnikfirmen gegründete
Firma EpiRet GmbH wird jetzt auf dieser Basis ein
marktfähiges Retina-Implantat entwickeln, das
auch bei bereits fortgeschrittener altersbedingter
Makuladegeneration eingesetzt werden soll. Die
EpiRet GmbH in Gießen wird dabei vom Land
Hessen und der Europäischen Union durch ein
Nachrangdarlehen der Investitionsbank Hessen
über 750.000 Euro im Rahmen des Förderpro-
gramms Hessen NanoMatTech der Förderinitia-
tive NanoHE (www. nanohe.de) unterstützt.

www.www.epiret.de

Technologie- und Firmennews

Darmstädter Materialwissenschaftler erhält
Heinz Maier-Leibnitz-Preis der DFG

Dr. Torsten Granzow, Wissenschaftler im Fach-
gebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werk-
stoffe des Fachbereichs Material- und Geowis-
senschaften der TU Darmstadt, erhält einen der
mit 16.000 Euro dotierten Heinz Maier-Leibnitz-
Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), dem wichtigsten deutschen Preis für
Nachwuchswissenschaftler. Gewürdigt wurden
die Arbeiten des Materialwissenschaftlers zu
modernen keramischen Funktionsmaterialien,
zu ferroelektrischen Relaxormaterialien sowie
zur Entwicklung eines neuen optischen Unter-
suchungsverfahrens auf der Basis holographi-
scher Streuung.

www.tu-darmstadt.de

Strategie zur Erforschung der Risiken von
Nanomaterialien veröffentlicht

Um mehr zu möglichen Risiken von Nanomateria-
lien für Mensch und Umwelt zu erfahren, haben die
Bun desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA), das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) und das Umweltbundesamt (UBA) eine ge -
meinsame Forschungsstrategie „Nanotechnologie:
Gesundheits- und Umweltrisiken von Nanoparti-
keln" erarbeitet, die jetzt im Internet veröffentlicht
wurde. In dieser Forschungsstrategie werden die
Forschungsthemen identifiziert, die vordringlich für
eine Risikobewertung bearbeitet werden müssen.

www.baua.de/nanotechnologie

StudiumPlus: Technologietransfer über Köpfe

Die Chancen, die die Entwicklung der Nanotech-
nologie mittelständischen Unternehmen bietet,
standen im Zentrum einer Fachtagung von Studi-
umPlus, den Dualen Hochschulstudien der Fach-
hochschule Gießen-Friedberg, am 12. März 2008
unter dem Titel „Sensorik – Messtechnik – Techno-
logie 2008“. In der Wetzlarer Spilburg fanden sich
Vertreter von etwa 50 Unternehmen vorwiegend
aus dem mittelhessischen Raum ein, um sich über
den Stand der Technik und ihre Anwendungs-
möglichkeiten zu informieren. Die Bedeutung der
dualen Studiengänge für den Technologietransfer,

Projekte, Kontakte

Sie diskutieren über die Chance zum effektiven Technolo -
gie transfer über Köpfe im Bereich Nano im Rahmen von
Studium Plus (v.l.): Helmut Hund, Prof. Dr. Ubbo Ricklefs,
und Dr. Alois Rhiel.

Augenimplantat EpiRet3 zur
Behand  lung degenerativer
Netz hauterkrankungen
(Quelle: EpiRet GmbH,
Gießen)

Innovative Maßnahmen des 
Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE)

Weitere Nachrichten finden
Sie unter www.nanoportal-
hessen.de

NanoHE
www.nanohe.de
Förderinitiative NanoHE
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Nanotechnologie
in der Praxis

Optoelektronische Bauelemente für die höchst -
bitratige Tele- und Datenkommunikation

In der Tele- und Datenkommunikation haben
sich die Übertragungsraten der schnellsten
Datennetze in den letzten acht Jahren auf zehn
Gigabit (Gbit) pro Sekunde verdreißigfacht.
Möglich wurde dies erst durch den Wechsel
von elektrischer Übertragung mittels Kupfer-
leitungen zur Übertragung mit Licht in Glasfa-
sern. Bei dieser glasfaserbasierten Datenüber-
tragung werden Signale von mehreren Lasern
parallel über eine Glasfaser auf verschiedenen
Wellenlängen gesendet und auf der Empfän-
gerseite mit Hilfe schmalbandiger Filter wieder
getrennt. Der Weltmarkt der hier bereits seit
etwa 20 Jahren kommerziell eingesetzten
optoelektronischen Bauelemente, wie Laser-
dioden, Verstärker, Schalter und Filter, deren
Funktion unter anderem auf nanoskaligen
Halbleiterschichten (Quantum Wells) beruht,
wird für 2009 auf 2.500 Millionen US-Dollar
geschätzt.

Die Forschung auf dem Gebiet der photoni-
schen Bauelemente in der Kommunikations-
technik hat sich in den letzten Jahren, neben der
Steigerung von Modulationsbandbreiten, ver-
stärkt mit der Entwicklung vielseitig einsetzbarer
Lösungen beschäftigt. Dies sind insbesondere
Laser und Photodetektoren, deren Wellenlänge
beispielsweise durch eine elektrische Spannung
verändert werden kann. Aber auch Licht emittie-
rende Strukturen auf Basis von Quantenpunkten,
mit deren Hilfe eine genaue Kontrolle der Wel-
lenlänge möglich ist und sogar neue Spektral-
bereiche erschlossen werden können, sind
Gegenstand aktueller Entwicklungsarbeiten.
Exemplarisch sollen zwei Bauelemente vorge-
stellt werden, die sich durch Bestwerte in den
jeweiligen Anwendungsgebieten auszeichnen.

Elektrisch einstellbare optische Filter

Die Arbeitgruppe von Prof. Dr. Hartmut Hillmer
am INA (Universität Kassel) entwickelt optische Fil-
ter in MEMS-Technologie (Mikro-Elektro-Mecha-
nische-Systeme) deren Anwendungen im Spek-
tralbereich ab 1 Mikrometer (μm) liegen und nach
dem Prinzip des Fabry-Pérot-Interferometers auf-
gebaut sind. Zwei parallele Bragg-Spiegel, die aus
mehreren Schichtstapeln zweier Materialien mit
unterschiedlichen Brechungsindizes bestehen,
schließen eine Kavität ein. Da die Länge der
Kavität die Filterwellenlänge bestimmt, kann diese
durch Änderung des Spiegelabstands durchge-
stimmt werden. Mit einer Spannung von wenigen
Volt kann die Wellenlänge so elektrostatisch um
bis zu 220 Nanometer (nm) variiert und mit nur
einem Filter verschiedene Übertragungskanäle
selektiert werden.

Laserdioden mit variabler Lichtwellenlänge

Vertikal angeordnete Strukturen, wie der Fabry-
Pérot-Filter, können zu integrierten Bauelemen-
ten, wie zum Beispiel durchstimmbaren Photo-
detektoren oder Lasern, weiterentwickelt wer-
den. In den Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Peter
Meissner (TU Darmstadt) und Prof. Dr. Markus-
Christian Amann (WSI, TU München) wurde
gemeinsam ein vertikal emittierender Laser
(VCSEL) für eine Wellenlänge von 1550 nm her-
gestellt, die jedoch dynamisch um 40 nm vari-
iert werden kann. So können beispielsweise mit
einem Bauelement mehrere Übertragungska-
näle angesteuert und Veränderungen der Sen-
derwellenlänge durch Alterungseffekte ausge-
glichen werden.

Durchstimmbarer Fabry-
Pérot Filter, bestehend aus
zwei InP/Luftspaltspiegeln,
die eine Kavität einschließen.
Mit Hilfe von Photo nischen
Kristallstrukturen (im Bild
oben links) auf der Filter -
fläche ist es möglich, weitere
optische Eigen schaften, wie
zum Beispiel die Polarisation,
zu beeinflussen. 
(Quelle: INA, Uni Kassel)

VCSEL-Struktur mit vergrabenem Tunnelkontakt (BJT - Buried
Tunnel Junction) und dielektrischen Bragg-Spiegeln
(Quelle: WSI, TU München).

Nähere Informationen zu
Märkten sowie künftige
Materialien, Ausrüstung,
Prozesse und Anwen dun -
gen an der Schnittstelle
von Nanotechnologie 
und Photonik bietet die
kürzlich erschienene 
europäische Roadmap 
für „Merging Optics &
Nanotechnologies
(MONA)“: 
www.ist-mona.org
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Der Theoretische Physiker Prof. Dr. Stephan W.
Koch beschäftigt sich seit fast 15 Jahren an der
Philipps-Universität Marburg mit der Beschrei-
bung der optischen und elektronischen Eigen-
schaften von Halbleitern. Schwerpunkt seiner
heutigen Arbeiten ist die Entwicklung und An -
wendung mikroskopischer Modelle der Wech-
selwirkung von Materialanregungen unter -
einander und mit externen Feldern. Über seine
Arbeiten im Bereich Optoelektronik sprach
Koch mit der Redaktion der Hessen-Nanotech
NEWS.

Welche Fragen stehen im Fokus ihrer
Arbeiten im Bereich der Optoelektronik?

Koch: Wir beschäftigen uns mit einem breiten
Spektrum optoelektronischer Fragestellungen,
angefangen von sehr grundlagenorientierten
quantenoptischen Untersuchungen, über die
mikroskopische Analyse ultraschneller Vielteil-
chenwechselwirkungen, bis hin zur detaillierten
Modellierung moderner Mikrolaser. Hierbei
interessieren wir uns speziell für Halbleiter-
Nanostrukturen, d.h. Materialien, die mindes -
tens in einer (Quantenfilme), oft aber in zwei
(Quantendrähte) oder allen drei Raumrichtun-
gen (Quantenpunkte) nanostrukturiert sind.
Neben der Weiterentwicklung der theoretischen
Modelle ist es unser besonderes Ziel, die be -
rechneten Ergebnisse direkt mit experimentel-
len Messungen zu vergleichen.

Welchen Einfluss hat Ihre Arbeit auf die Ent -
wicklung optoelektronischer Bauelemente?

Koch: In vielen Fällen erlaubt unsere Theorie prä-
zise quantitative Vorhersagen und damit sogar die
Entwicklung völlig neuer, für spezielle Anwendun-
gen maßgeschneiderter Bauelemente. Allein auf
der Basis der elementaren Material- und Struktur-
parameter – Halbleitermaterialien, Quantenfilm-
dicken und die Anordnung der Barrieren und
Filme – erlaubt sie quantitative Vorhersagen der
optischen Eigenschaften und insbesondere auch
der Verstärkungs- und Emissionsspektren vieler
Heterostrukturen. Das außerordentliche Design-
potenzial ermöglicht zum Beispiel, Laser präzise
bestimmter Wellenlängen, Systeme mit besonders
hoher Ausgangsleistung und Strukturen mit spek-
traler Abstimmbarkeit zu entwickeln.

Welche Trends sehen Sie für die zukünftige
Entwicklung und Anwendung der Opto -
elektronik?

Koch: Aufgrund ihrer überragenden Charakte-
ristika ist der Siegeszug der nanostrukturierten
Halbleiterbauelemente noch lange nicht zu
Ende. In Marburg arbeiten wir zurzeit zum Bei-
spiel an der Integration optoelektronischer
Halbleiter mit der etablierten Siliziumtechnolo-
gie. An unserem Wissenschaftlichen Zentrum für
Materialwissenschaften1 ist es der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Wolfgang Stolz erstmals
gelungen, ein neuartiges Halbleiter-Lasermate-
rial auf einem Silizium Substrat mit atomarer Prä-
zision wachsen zu lassen. Selbst optische
Gewinnspektren wurden bereits von Dr. Sangam
Chatterjee und Mitarbeitern der AG Rühle
gemessen und von uns modelliert. Damit stehen
wir an der Schwelle zur erfolgreichen Umset-
zung einer Silizium-basierten Opto elektronik,
d.h. der Verknüpfung von Optik und Elektronik,
die z.B. optische Datenübertragung auf der
Ebene hochintegrierter Halbleiter-Bauelemente
ermöglicht.

Drei Fragen an den Nanowissenschaftler
Prof. Dr. Stephan Koch

Das Foto zeigt einen Laser -
aufbau, wie er in der Experi-
mentellen Halbleiterphysik
(AG Rühle/Dr. Chatterjee
und Mitarbeiter der Uni
Marburg) verwendet wird,
um die Verstärkung von
Halbleiter-Nanolasern
experimentell zu bestim-
men. Der Einschub (farbige
Kurven) zeigt eine Serie ge-
messener Spektren (Gain
als Funktion der Photonen -
energie), zusammen mit den
mikroskopischen Rech nun -
gen der Theoretischen
Halbleiterphysik.

Prof. Dr. Stephan W. Koch
Studium der Physik an der Johann-Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt (1977 Diplom, 1979 Promotion,1983
Habilitation). Forschungsaufenthalte bei IBM Research
Lab. in San Jose (CA, USA). Stipendiat der F. Thyssen Stif-
tung (Köln) und Heisenberg-Stipendiat der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). 1986–1993 Professor an
der University of Arizona in Tucson (AZ, USA). Seit Nov.
1993 Professor für Theoretische Physik an der Philipps-
Universität Marburg und Adjunct Professor am Optical
Sciences Center der University of Arizona.

Preise, Ehrungen, Auszeichnungen: u.a. 1993 Fellow der
Optical Society of America (OSA), 1997 Leibniz-Preis der
DFG, 1999 Max-Planck-Forschungspreis der Alexander
von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck Gesellschaft
und 2006 Frauenförderpreis der Philipps-Universität
Marburg.

Kontakt:
Tel.: 064 21/282 - 13 36
E-Mail: s.w.koch@physik.uni-marburg.de

Weitere Informationen:
http://www.physik.uni-marburg.de/
de/forschung/theoretische-halbleiterphysik/

1) www.uni-marburg.de/wzmw
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NanoImprint – das ist ein modernes Abformungs-
verfahren, bei dem Nanostrukturen von einem
Stempel (Negativ) in eine extrem große Vielfalt
aushärtbarer Materialien (Positiv) abgeformt wer-
den. Die Zeitschrift Technology Review und das
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
haben sie kürzlich zu einer der „10 Emerging
Technologies that will change the World“ gekürt.

Mit der NanoImprint-Technologie (siehe Abb. 1) ist
nicht nur eine Abformung einer großen Zahl von
Nanostruktur-Systemen möglich, sondern auch die
Herstellung hochpräziser Nanostrukturen auf gro-
ßen Flächen durch „Step-and-Repeat“- oder
„Rolle“-Verfahren. Das NanoImprint-Verfahren ist
nicht nur für funktionelle Oberflächen und für
nano-optische Strukturen interessant. Sie soll
gemäß der Roadmap der Chipindustrie ab 2020
in der Halbleiterfertigung die optischen Struktu-
rierungsmethoden der aktuellen UV- und der kom-
menden EUV-Lithografie ablösen. Damit charakte-
risiert diese Nanotechnologie neben ihrer außer-
ordentlichen Anwendungsbreite auch ihre ausge-
prägte Zukunftsperspektive und Nachhaltigkeit.

NanoImprint Konsortium Hessen

Das NanoImprint Konsortium Hessen, bestehend
aus Instituten der Universität Kassel (Biologie, Che-
mie, Elektrotechnik und Physik), dem Photonik
Zentrum Hessen in Wetzlar (PZH) und der FH Gie-
ßen-Friedberg, spannt den Bogen von der grund-
lagenwissenschaftlichen Methodenentwicklung
bis zur konkreten industriellen Anwendung. Eine
neuartige nanotechnologische Herstellungsme-
thode für hochpräzise dreidimensionale (3D)
NanoImprint-Stempel (Abb. 2), die bereits 2006
am Institut für Nanostrukturtechnologie und Ana-
lytik (INA) in Kassel entwickelt und erprobt wurde,
bildet eine wertvolle technologische Basis und ein

Höchstauflösende 3D-NanoImprint-Stempel
für Massenmarkt-Anwendungen

Aus der Forschung

Abb. 2 : Höchstauflösende
3D Stempel (links) erlauben
die präzise Abformung
deutlich komplexerer
mikro- und nanoskaliger
Strukturen als konventio-
nelle Stempel (rechts)

Abb. 1: Eine animitierte
Darstellung des NanoIm -
print-Verfahrens findet sich
unter www.nanoimprint-
hessen.de

Abb. 3 zeigt die gemessene
Oberflächenstruktur eines
hochaufgelösten Stempels.
Dabei demons triert der
neuartige Stempel sein
Potential zur Erzielung der
exakten Topologie (oben)
und extremer Planarität
(etwa 0,2 nm) (unten). Die
Farben geben dabei, ana-
log zu Landkarten, den
Höhenverlauf wieder.

Alleinstellungsmerkmal. Beim aktuellen Herstel-
lungsverfahren werden die hochpräzisen Stempel
noch zusätzlich mit einer monomolekularen Anti-
haft-Beschichtung versehen, die das Ablösen des
Stempels vom strukturierten Material erleichtert.

Um eine Größenordnung erhöhte Genauigkeit

Die neuen Stempel erlauben die Herstellung
von Strukturen mit einer wohl weltweit einzigar-
tigen vertikalen Auflösung von bis zu 0,2 nm
(vgl. Abb. 3). Dies stellt eine Verbesserung um
etwa einen Faktor 10 gegenüber dem Stand der
Technik dar. Dadurch ist erstmals die Herstel-
lung komplizierter 3D Strukturen im Abfor-
mungsmodus auch mit sehr hoher vertikaler
Präzision möglich. Darüber hinaus zeichnet sich
die neue Technik durch höchste Reproduzier-
barkeit aus.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Mit der NanoImprint-Technologie werden derzeit
zahlreiche Anwendungen unter anderem auf fol-
genden Gebieten bearbeitet: organische LEDs,
anorganisch/organische Laser, medizintechnische
Nanospektrometer, Quantenpunktstrukturen für
höchstbitratige Kommunikation und Mikrospie-
gel-Arrays zur Lichtlenkung (siehe Hessen-Nano-
tech NEWS 1/2007). Investitionen in NanoImprint-
Technologie werden diesen Bereichen deutliche
Präzisionsvorsprünge sowie Produktions- und
Kostenvorteile am Markt liefern.

Prof. Dr. Hartmut Hillmer,
NanoImprint Konsortium Hessen (NIH)
c/o Universität Kassel,
Tel.: 05 61 / 8 04-44 85,
hillmer@ina.uni-kassel.de,
www.nanoimprint-hessen.de
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Vistec Semiconductor Systems GmbH –
Prozesskontrolle mit Nanopräzision für 
die Halbleiterindustrie

Wafer während einer manuellen Makroinspektion

Auf einem Wafer wurde
ein Fehler im Bereich der
1 bis 2 Mikrometer breiten
Leiterbahnen detektiert.

Unternehmen im Fokus

Vistec Semiconductor Systems liefert Schlüs-
seltechnologien, die von allen führenden Halb-
leiterproduzenten und vielen Forschungsinsti-
tuten weltweit eingesetzt werden. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Weilburg entwickelt, produ-
ziert und verkauft innovative Produkte für die
Prozesskontrolle in der Halbleiterindustrie, der
Maskenindustrie und verwandten Industrien.
Das Produktportfolio beinhaltet Defekterken-
nungs- und -klassifikationssysteme, leistungs-
starke Mikroskope sowie Maskenmetrologiesy-
steme. Im Bereich Maskenmetrologie und Opti-
sche Inspektion ist Vistec Weltmarktführer.

Vistec hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und Exper-
tise in der Halbleiterindustrie: Das Unternehmen
war ursprünglich Teil der Leica Microsystems AG.
Im Jahre 2005 wurde die Halbleitergerätedivision
von der privaten Investorengruppe Golden Gate
Capital mit Sitz in San Francisco gekauft und in
Vistec Semiconductor Systems GmbH umbe-
nannt. Sie bildet zusammen mit der Vistec Elec-
tron Beam GmbH (Jena) und der Vistec Lithogra-
phy Inc. (Watervliet N.Y., USA) die Vistec Semicon-
ductor Systems Gruppe.

Als Grund für die starke Marktposition sieht die
Weilburger Vistec Semiconductor Systems GmbH
ihre Innovationsstärke. Das Unternehmen zielt
auf intelligente Lösungen für zukünftige Tech-

nologieniveaus auf der Entwicklungsroadmap
der Halbleiterindustrie. Vistec investiert dabei in
großem Maße in Forschung und Entwicklung
und arbeitet eng mit Kunden, Forschungsinsti-
tuten sowie Hochschulen zusammen.

Ein Produktbeispiel ist das vollautomatische
Maskenmetrologiesystem LMS IPRO4, das zum
Vermessen von Strukturen und Positionen auf
Masken in der Halbleiterindustrie eingesetzt wird.
Es erreicht eine Langzeit-Reproduzierbarkeit von
besser als 1,6 nm, wodurch es bestens für die
Weiterentwicklung der Maskentechnologie für
die 32 nm Chip-Generation vorbereitet ist.

Im Bereich Makrodefektdetektion bietet das
Wafer-Prozesskontrollsystem LDS3300 C eine
hundertprozentige automatische Kontrolle der
Wafervorder- und -rückseite sowie der Wafer-
kanten. Die Anlage verfügt zudem über eine
Funktion, die es mittels Mikroskopie ermöglicht,
Defekte im UV- und tiefen UV-Bereich zu beur-
teilen und nach Ursache einzuordnen.

Im Jahr 2007 wurde Vistec vom Advanced Mask
Technology Center (AMTC), Dresden, als „Sup-
plier of the Year“ ausgezeichnet. Im vergange-
nen Jahr platzierte sich das Unternehmen unter
den Hessen Champions in der Rubrik Welt-
marktführer.

Zusätzlich zu den Produktionsstätten in Deutsch-
land unterhält Vistec Vertriebs- und Servicezen-
tren in den USA, in Japan, China, Singapur, Tai-
wan und Korea. Derzeit beschäftigt das Mit-
gliedsunternehmen des internationalen Ver-
bands der Halbleitergeräte- und Materialien-
hersteller SEMI weltweit rund 380 Mitarbeiter,
davon zwei Drittel in Weilburg.

Vistec Semiconductor Systems GmbH
www.vistec-semi.com

www.vistec-semi.com
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Nanotechnik Ringvorlesung

der TU Darmstadt (2. Staffel), Kekulé-Hörsaal
Weitere Termine: 29.05., 12.06., 19.06., 28.06.2008 

Dr. Eckhard Rikowski, FSP Nanomaterialien, 
rikowski@ac.chemie.tu-darmstadt.de

NanoAutomotive 2008 - mit Nanotechnologie 
in die mobile Zukunft

Großer Fachkongress mit Ausstellung des TÜV Hessen

Dr. Thorsten Ralle, TÜV Hessen,
thorsten.ralle@tuevhessen.de
www.nano-automotive.de

NanoImprint-Technologie für die Optik: 
Template-Herstellung und optische Anwendungen

Workshop

Susanne Leidecker, Photonik Zentrum Hessen in Wetzlar AG,
info@pzh-wetzlar.de
www.pzh-wetzlar.de/nanoimprint-workshop.pdf

NanoSilber - Einsatzmöglichkeiten, Nutzen,
Wirkmechanismen antimikrobieller Anwendungen

Fachtagung

Dr. Christoph Steinbach, Dechema,
steinbach@dechema.de
www.dechema.de/nanosilber

Nanotechnologie – Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft

Fachtagung der Unternehmerinitiative forumnano 

www.forumnano.org

4. Materialforschungstag Mittelhessen 

Forschungsergebnisse der Universitäten Gießen u. Marburg und
der FH Gießen-Friedberg 

Dr. Eberhard Pitt, Justus-Liebig-Universität Gießen,
Eberhard.J.Pitt@exp1.physik.uni-giessen.de

„nanotech+material week frankfurt“

Messe NanoSolutions und 5. Nanotechnologieforum Hessen
Parallel findet das Deutsche Eigenkapitalforum mit dem
Branchenforum NanoEquity Europe statt.

Alexander.Bracht, Hessen-Nanotech, Hessen Agentur, 
alexander.bracht@hessen-agentur.de

Weitere Veranstaltungsinformationen finden Sie unter 
www.nanoportal-hessen.de.

Termine und Veranstaltungen

08.05.2008 Darmstadt

13.+14.05.2008 Darmstadt

05.06.2008 Wetzlar

16.06.2008 Frankfurt

17.06.2008 Frankfurt

20.06.2008 Marburg

11.-13.11.2008 Frankfurt

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:

Nanotechnologien im Automobil

Die Aktionslinie Hessen-Nanotech ist eine Maßnahme des

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung
Dr. Rainer H. Waldschmidt
Kaiser-Friedrich-Ring 75
D-65185 Wiesbaden
Tel. 0611/815-2471, Fax: -49 24 71
E-Mail: rainer.waldschmidt@hmwvl.hessen.de
Internet: www.wirtschaft.hessen.de
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HA Hessen Agentur GmbH
Alexander Bracht (Leiter), Markus Lämmer
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
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www.hessen-nanotech.de
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